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Lithorium MicroTech, ileri teknoloji arastirma ve Uretim
ekipmanlarinin yiksek muhendislik kalitesi ve erisilebilir
maliyetlerle gelistirilmesi yaklasimiyla 2017 yilinda kurulmustur.
2018 yilindan bu yana Ar-Ge, Urun gelistirme ve muhendislik
faaliyetleri Teknopark Ankara Teknoloji Gelistirme Bolgesi
blinyesinde surdurialmektedir.

Fotolitografi ve mikrofabrikasyon alanlarinda; Mask Aligner
litografi sistemleri, Spin Coater kaplama sistemleri, test ve
karakterizasyon sistemleri ile uygulamaya 6zel muhendislik
cozumleri gelistirilmekte ve uretilmektedir. Mekanik, elektronik,
optik, kontrol ve gomull yazilim disiplinlerinin buttnlesik olarak
ele alinmasiyla, standart UrUnlerin yani sira musteri ihtiyaclarina
Ozel sistem ¢ozumleri de sunulmaktadir.

Kurulusundan bu yana ¢esitli ulusal Ar-Ge projeleri basariyla
tamamlanmis; gelistirilen sistemler Turkiye’deki Gniversiteler,
arastirma merkezleri ve savunma sanayii kuruluslarinin
kullanimina sunulmustur.

Lithorium MicroTech’in temel hedefi; mikro ve yari iletken
teknolojilerinde kullanilan kritik ekipmanlarda guvenilir, yiksek
kaliteli ve surdurulebilir bir alternatif olusturarakileri
teknolojilerin daha erisilebilir hale getirilmesine katki
saglamaktir.
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LITHORIUM MASK ALIGNER

LIMA-04 yan otomatik fotolitografi sistemi

LIMA-04

LIMA-04 litografi sistemi, yariiletken aygit Gretimi igin
desenleme-litografiihtiyaglari géz 6nunde
bulundurularak tasarlanmis ve Uretilmistir.

Uluslararasi platformlarda kullanilan cihaz ve
ekipmanlarin giktilari g6z 6nunde bulundurularak
yapilan 6zgun tasarim ile kullanici dostu olmasive
disuk altyapr maliyeti gerektirmesiyle birlikte litografi
kalitesi Ust dlizeyde tutmaktadir.

Lima-04 standart litografi uygulamalanna gore 4 in¢
wafer-alttas boyutundan 10x10mm’lik parca 6rnek
hizalama de senlemesine uygun olarak tasarlanip
uretilmistir.

GENEL OZELLIKLER

e Mikroskop ve Kameraile
hizalama segenekleri

o Ozel tasarlanmis homojen
aydinlatma optik sistemi

e Joystick kullanmiylayar
otomatik motorize hizalama

e 10mmx10mm 6rnek
boyutundan 4 ing wafer’a
kadar litografiiglemi

e Elektromekanik WEC sistemi

e Yumusak sert kirllgan 6zellikli
tim alt taslara uygundur

4iNC

WAFER

10x10

mm
MiN. ORNEK

Lithorium MicroTech tiriin gorselleri ve speklerde degisiklik yapma hakkini sakli tutar.
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LITHORIUM MASK ALIGNER

LIMA-06 yarn otomatik fotolitografi sistemi

LIMA-06

LIMA-06 litografi sistemi, 6 inch endustriyelyari
otomatik fotolitografi sistemidir.

Akademik ve endUstriyel alanlarda kullanilan cihazve
yontemler dikkate alinarak gelistirilmistir. Yapilan Ar-
Ge calismalari ile birlikte litografi kalitesi Gst duzeyde
tutmaktadir.

Lima-06 standart litografi uygulamalarina goére 6in¢
wafer-alttas boyutundan 10x10mm’lik parga 6rnek
hizalama desenlemesine uygun olarak tasarlanip
uretilmistir.

GENEL OZELLIKLER

e Cifttarafl bagimsiz hareket
edebilen hizalama
mikroskoplari.

o Ozel tasarlanmig homojen
aydinlatma optik sistemi

e Joystick ve Dokunmatikekran
kullanimiyla yari otomatik
motorize hizalama

e 10mmx10mm 6rnek
boyutundan 6in¢ wafer’a kadar
litografiislemi

e Pnomatik WEC siste mi

e Yumusak sert kirllgan 6zellikli
tim alt taslara uygundur

6INC

WAFER

10x10

mm
MiN. ORNEK

Lithorium MicroTech tiriin gorselleri ve speklerde degisiklik yapma hakkini sakli tutar.
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LIMA-04 POZLAMA SISTEMI

Kompakt UV-LED aydinlatma ve kontrollti kontak modlari

POZLAMA HOMOJENLIGi

120 x 120 mm alanda < %3

UV-LED aydinlatma, eski tip Hg lambalara gore
daha kompakt bir optik yapi saglar.

KONTAKMODLARI

Hard / Soft / Vacuum / Proximity

POZLAMA MODU Uv400 UV300
Hard Contact <2pm <1pm
Soft Contact <3pm <2pm
Proximity 25 pm <5um <4pm

ihtiyaca gore kontak modu ve UV dalga boyu secilerek hedef ¢éziintirliik saglanir.
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LIMA-06 POZLAMA SISTEMI

Genis pozlama alani ve homojen UV-LED optik mimarisi
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160 x 160 mm < %3 UV300 / UV400

POZLAMAALANI HOMOJENLIK DALGA BOYU SEGENEKLERI
POZLAMAMODU uv4o00 uv3oo
Hard Contact <2pm <1um
Soft Contact <3pum <2pm
Proximity 25 pm <5um <4pum

Hard, Soft, Vacuum ve Proximity modlari ile genis alanda kontrollii ve tekrarlanabilir
pozlama
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LITOGRAFi SONUCLARI

Farkli geometrilerde mikrodesen ve kritik boyut 6rnekleri

J

A

Mikrodesenler ¢ Hizalama yapilari ¢ Kritik boyut dogrulamasi
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UYGULAMALAR

Spin coating ve fotolitografinin mikrotretimdeki rolu

01 INCE FIiLM KAPLAMA 02 HIZALI UV DESENLEME
Photoresist, polimer, Masked eki
sol-jel ve fonksiyonel geometriler UV

pozlama ile

malzemeler wafer
veya farkli ylizeylere
kontrolll bigimde
kaplanir.

kaplanmis ylzeye
aktarilir. Gok katmanl
yapilarda hizalama
saglar.

NERELERDE KULLANILIR?

10.0kV 5.8mm x200 SE(L)

MEMS VE SENSORLER MiKROAKISKAN YARI iLETKEN
LAB-ON-A-CHIP VE FOTONIK
LED ve lazerler Fotodedektorler Mikrooptik Elektronik aygitlar

Spin coating homojen ince filmi olusturur. Mask aligner, tasarlanan
mikrodeseni bu film lizerine tasir.
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LSPIN-04 / LSPIN-06

Kompakt, programlanabilir spin coating sistemleri

LSPIN serisi; diz numunelerde homojen ve kontrolll ince film kaplama igin gelistirilmistir. Servo
kontrollt surekli izlenen donus hizi, malzemeninytzeye esit yayilmasiyla, %98 evaran

homojenite ile kaplanmasini saglar.

LSPIN-04 LSPIN-06

Kompakt numuneler ve gunluk Daha blylik numuneler ve 6zel
laboratuvar kullanimiigin ideal ¢ozim kaplama uygulamalan igin
genisletilmis platform

5 mm x5 mm’den baslayan numuneler 150 mm’ye kadar standart chuck

200-12.000 1RPM 20 5iNC

RPM HI1Z G6ZUNURLUGU KAYITLIRECETE DOKUNMATIK EKRAN

Fotorezist, polimer, sol-gel ve benzeri malzemelerde homojen kaplama
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KONTROL VE KAPLAMA PERFORMANSI

Recgete yonetimi, proses kontrolti ve homojenlik dogrulamasi

LITHORIUM

Quick i
Ri
S ecipie

% -Photoresist: AZ nLOF 2035

i *Average (u): 1940.89 n
~Standard Deviation (SD): 24.8
m

m
~Homoge:
“Minimum:

7 <Maximum: 19

HOMOJEN KAPLAMA

Farkl malzemelerde yuzey boyunca
dogrulanmis kaplama dagilimi

HIZLI BASLATMA ¢ RECETE DUZENLEME

PROSES NUMUNE SISTEM

10 adiml program LSPIN-04: 210-100 mm AC 100-250V / 200 W
20 kaydedilebilirrecete LSPIN-06: @10-150 mm USBiletisim

Stilus destekli kontrol Standart chuck 2yil garanti

Boyut: 50 x 300 x 275 mm e Agirlik: LSPIN-0615kg/ LSPIN-048 kg ¢ Ortam: 0-40°C, <%60 nem
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OTOMATIK DISPENSER

LSPIN sistemleri igcin kontrolll ve tekrarlanabilir sivi besleme

CiFT KANAL

Bagimsiz kanal kontrolu

ENJEKSIYON / GERi GEKME

Dinamik veya statik kaplama
senaryolarina uyum

LIMIT SWITCH

Guvenli hareket sinirlandirmasi

AKIS VE SIRINGA ARALIGI

0,5uL-60mL 0,6 yL/saat 4,2mlL/s

Siringa hacmi Minimum akis* Maksimum akis*

*Akis degerleri kullanilan siringa hacmine bagldir.

LSPIN ENTEGRASYONU

Statikveya dinamik kaplama

senaryolarina uygun, regeteile
birlikte yonetile bilen hassas
dozajlama.

LSPIN-04 ¢ LSPIN-06
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VAKUM CHUCK VE NUMUNE ADAPTASYONU

Farkli boyut, malzeme ve geometriler icin degistirilebilir tutma ¢oztmleri

5-150 mm AL ¢ PP ¢ PTFE OZEL

NUMU NE ARALIGI MALZEME SECENEKLERI GEOMETRI VE TUTUCU

TEKPLATFORM, FARKLI
NUMUNELER

Degistirilebilir chuck mimarisi; farkli cap,
form ve yuzey 6zelliklerine sahip
numunelerin ayni LSPIN altyapisinda
islenmesini saglar.
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LITHORIUM

TEST VE KARAKTERIZASYON

Elektriksel, optik ve termal 6lgcum sistemleri



GEN2 FOTODEDEKTOR KARAKTERIZASYON

Klimatik kabinde tam otomatik seri test ve raporlama

Tek sistemde askeri standartlarda tam otomatik

karakterizasyon
I-v Cc-v PULSED I-V CROSSTALK
Karanlk /1s1k Kapasitifanaliz Dinamik tep ki Kanallar arasi etkilesim

-54°C/+71°C 50 AYGIT 10.000+

KLIMATIK KABIN GEN2SERIi TEST GEN1 iLE DEDEKTOR TESTI

+200 V’a kadar | ~1 pA ¢oziiniiliikk | 1 ns lazer darbesi

Test senaryosu, cihaz kontrolu, veri kaydi ve aygit bazli raporlama tek otomasyon altyapisinda
yuratalar.
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THERMAL CHUCK

Probe istasyonlar icin homojen ve kontrollt termal platform

e

Oda sicakligindan 120 °C’ye kadar calisma

120 °C < %1 6INC UYUMLU

SICAKLIK TERMAL HOMOJENITE VAKUMLU TUTMA MEKANIK MONTA)J

Farkl probe istasyonlarinauygun mekanik montaj ve 6 in¢’e kadar
vakumlu érnek tutma

LITHORIUM MICROTECH 17



LITHORIUM

OPTOMEKANIK SISTEMLER

Ozel mekanik tasarim ve hassas konumlandirma



OPTIK MODULLER VE MOTORIZE STAGE

Uygulamaya 6zel optomekanik entegrasyon ve kontrolli konumlandirma

OPTIK SISTEM MODULLERI

Optik, mekanik ve numune tutma bilesenlerinin uygulamaya 6zel tek bir modulde
butunlestirilmesi

MOTORIZE STAGE

Cok eksenli kontrolli

konumlandirma, tekrarlanabilir
hareket ve test/dl¢im
sistemlerine entegrasyon.

MODULER ¢ ENTEGRE ¢ UYGULAMAYA OZEL
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LITHORIUM

MICROTECH

Lithorium Mikroteknolojiler Sanayi ve Ticaret LTD STi
Teknopark Ankara TGB Gelistirme Bolgesi
2224. Cad No:1 B Blok 1. Kat No:119 Yenimahalle/Ankara

iletisim
Mail: contact@lithoriumtech.com
Web: www.lithoriummt.com
Tel: +90 505 174 0610


http://www.lithoriumtech.com/

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20

